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１．概要（Summary） 

これまでに低環境負荷なバイオポリマーを使った機能性

デバイスの研究開発を進めてきており、本材料の新たな

微細加工方法を検討することで将来のホワイトデバイスへ

の応用へとつなげることを研究目的とする。具体的には、

FIB，EB リソグラフィー，プラズマエッチングにより、ナノ/

マイクロ加工のための加工の諸条件や、加工後の材料特

性（構造変化を含め）を評価していく。 

これまでの阪大拠点での機器利用において、SMI2050

を用いた Ga イオン FIB(30 keV, 1 pA)によるポリ乳酸の

微細加工時に、1E+15 ion/cm2 のフルエンスの照射で

DLC 化することを見出している[1]。しかしながら、残留

Ga イオンによる生体への悪影響を避けるため、阪大拠点

に新たに導入された Nanofabによる He イオン、Ne イオ

ンによる微細加工を検討した。 

Ga イオンにおける DLC 化に必要な吸収線量【Gy】を

SRIM-2013 コードを用いて算出し、He イオンでの必

要フルエンスを算出した結果、1E+16 ion/cm2 程度であ

ることがわかった。 

次年度以降、本条件を基準として、希ガス系イオンで

の微細加工技術を確立し、ホワイトデバイス作製を検

討する。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

無し 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

無し 

 

６．関連特許（Patent） 

無し 
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